
 

パルスレーザー堆積法による NaCrO2エピタキシャル薄膜成長 

Fabrication of NaCrO2 epitaxial thin films using pulsed laser deposition 
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【序】電気自動車や定置型蓄電池などに向け、大型 Liイオン二次電池の重要性が増している。し

かし、大型化による将来的な Li資源の枯渇や、地域的な偏在による供給の不安定性が懸念されて

おり、Li に頼らない蓄電システムの開発が望まれている。その候補の一つが世界中に豊富に存在

する Naを用いた二次電池である[1]。Naイオン電池の実用化のためには、充放電におけるサイク

ル特性の改善などの課題を解決する必要があり、電極/電解質界面物性の評価・制御が不可欠であ

る。そこで本研究では、理想的なモデル界面の形成を目指し、Naイオン電池の正極活物質である

NaCrO2[2]に着目してエピタキシャル薄膜の合成を試みた。 

 

【実験】パルスレーザー堆積法(PLD法、波長 266 nm)を用いて、NaCrO2(-NaFeO2型、a = 0.2976 

nm、 c = 1.5967 nm)薄膜をα-Al2O3(001)単結晶基板上に作製した。ターゲットには化学量論比の

NaCrO2焼結体(豊島製作所製)を用いた。基板温度

は 400 - 700oC、酸素分圧は 1.0×10-5 - 1.0×10-2 Torr

の範囲で変化させ、レーザーエネルギー密度は 0.5 

J/cm2、発振周波数は 10 Hz とした。作製した薄膜

は X 線回折(XRD)による構造評価を行った。 

【結果】基板温度 700℃、酸素分圧 1 mTorrで成膜

した NaCrO2 薄膜の面直方向の XRD パターンを

Fig. 1に示す。これより、NaCrO2薄膜が(001)配向

であることを確認した。また極点図測定の結果か

ら(Fig.2)、面内においては [110]NaCrO2//[1-10]Al2O3

の配向関係を有したエピタキシャル成長であるこ

とを確認した。この面内配向関係は同じ結晶構造

をもつ LiCoO2薄膜とコンシステントである[3]。以

上のように、NaCrO2のエピタキシャル薄膜作製に

成功した。 
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Figure 1: Out-of-plane XRD pattern 

 
Figure 2: Pole figure of NaCrO2 104   
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